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１．概要（Summary） 

多軸変位計測センサであるサーフェスエンコーダには，

スケール格子として2軸回折格子が用いられる[1]．エンコ

ーダによる広範囲計測を実現するためには，大面積 2 軸

格子の製作手法を確立する必要がある．今回，2 軸ロイド

ミラー干渉計を用いて，100 mm×100 mmの範囲におい

て格子ピッチ 1 mの反射型 2軸回折格子を製作し，提

案手法の有効性を検証した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコータ(アクテス，ASC-4000) 

芝浦スパッタ装置(芝浦メカトロニクス，CFS-4ESII) 

【実験方法】 

100 mm×100 mmのガラス基板にポジ型フォトレジスト

をスピンコートし，これを干渉計に設置して干渉露光を行

った後，NaOH溶液により現像した．その後，格子の表面

に約 60 nm の Al 薄膜を成膜した．スパッタリングは Ar

雰囲気，圧力 0.5 Pa，出力 300 Wの条件で行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した格子を Fig. 1 に示す．また，回折効率の測 

 

 

定結果をFig. 2 に示す．測定範囲内で各方向の回折効

率が平均11-13%程度であったことから，反射型2軸回折

格子の作製に成功したことを確認した． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献：[1] X. Li, et al. Precision Engineering 

37 (2013) 771-781. 

・装置の利用に際してご指導いただきました戸津健太

郎先生と辺見政浩様に深く感謝いたします． 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) Y. Shimizu, R. Aihara, K. Mano, C. Chen,  

 Y. L. Chen, X. Chen and W. Gao, Precision 

Engineering 52 (2018) 138-151. 

 

６．関連特許（Patent） なし． 

 

Fig. 1 Photograph of the fabricated grating. 
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Fig. 2 Measured diffraction efficiency. 
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